Solution for researching

Cesta De Limpeza De Wafer De Ptfe De Alta Pureza Portador De
Wafer De Silicio Resistente A Acidos Suporte De Gravacdao Em

Fluoropolimero
Numero do item: PL-CP284

introducao

Garanta processamento de semicondutores
livre de contaminacao com nossas cestas de

A \ limpeza de wafer de PTFE de alta pureza.
o a0, Projetadas para gravacao e limpeza agressivas,
,-.'.-.'..::f'_ esses portadores personalizdveis oferecem
"f-:.:::}' ” resisténcia quimica excepcional e estabilidade
. térmica para o manuseio de wafers de silicio
. durante processos criticos de fabricacao

guimica Umida.

Saiba mais

rlEee Principal Beneficio

Limpeza Padrao RCA Etapas sequenciais de limpeza SC-1 e SC-2 para remover residuos organicos e Evita a lixiviagdo de fons metalicos, garantindo ambientes de

contaminantes metalicos de wafers de silicio. processamento ultra puros.
I Uso de misturas de acido sulfurico e peréxido de hidrogénio para remover Resiste a reagdes exotérmicas extremas e oxidagdo agressiva
Gravacao Piranha L A . =
materiais organicos pesados e fotorresiste. sem degradagao.
Imersao/Gravacao com Remocéao de camadas de éxido sacrificial ou 6xidos nativos usando solugées Imunidade completa ao ataque de HF, que destruiria portadores
HF de &cido fluoridrico. de vidro ou quartzo.
Texturizacao de Células Imersdo de wafers de silicio em solugdes alcalinas ou &cidas para criar texturas  Alto rendimento de volume e resisténcia a solugdes
Solares de superficie de captura de luz. concentradas de KOH ou NaOH.
e Fa e Remogao de particulas de pasta de polimento e residuos quimicos apés o Superficie antiaderente evita a redeposicéo de pasta no
P Polimento Mecanico-Quimico. portador e nos wafers.
Fotolitografia Etapas de revelagdo e remogdo envolvendo solventes orgénicos agressivos e Construgao resistente a solventes garante nenhum inchago ou
9 reveladores. amolecimento do material do portador.

. . Limpeza acustica de alta frequéncia de componentes eletronicos delicados em  Transmite energia ultrassonica de forma eficaz, protegendo os
Limpeza Ultrasonica

solugbes aquosas. componentes contra impacto mecanico.

Gravagdo quimica Umida e limpeza de substratos de semicondutores Suporte suave e seguro para substratos quebradigos durante
Processamento de GaAs . . R .

compostos para optoeletronica. etapas criticas de fabricagao.

Descricao / Especificacao (Série PL-CP284)

Numero do Item do
Produto

PL-CP284
Material Principal PTFE Virgem de Alta Pureza (Politetrafluoroetileno)

Compatibilidade Quimica  Universal (Acidos Fortes, Bases, Solventes, Oxidantes)

Tamanhos Padrao de

Wafer Compativel com wafers de 4 polegadas, 6 polegadas e 8 polegadas

Opgoes de

R " Dimensdes, quantidades e larguras de ranhuras totalmente personalizaveis
Personalizacao
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el Principal Beneficio

Parametro

Configuracoes de Alca

Temperatura de
Operacao

Acabamento de
Superficie

Design de Ranhuras
Processo de Fabricacdo

Nivel de Pureza

Descricdo / Especificacao (Série PL-CP284)

Estilos fixo, removivel ou compativel com robética (Personalizavel)

-200°C a +260°C (Continua)

Superficie usinada por CNC de alta precisdo, baixa porosidade

Forma de V ou perfis personalizados para érea de contato minima
100% Usinado por CNC para precisao e integridade estrutural

Grau de anélise de tracos, fabricacdo sem metais
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